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Recently, it was reported that RF resins made from resorcinol (R) and formaldehyde (F) act 

as visible light responsive photocatalysts and can synthesize H2O2 from H2O and O2
1,2). In this 

study, various RF resin photocatalysts containing HF were synthesized by the hydrothermal 

synthesis, and they were applied for 1) H2O2 synthesis from H2O and O2, and 2) 

photodegradation reaction of VOC. It was observed that the photocatalytic activity of the 

RF(HF) resin prepared in the coexistence of HF was higher than that of the RF (NH3) resin. 

The photocatalytic decomposition of VOC was also discussed. 
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近年、レゾルシノール (R)とホルムアルデヒド (F)を原料とする RF 樹脂は可視光

応答型光触媒として働き、水の酸化と酸素の還元によって過酸化水素が合成できるこ

とが報告されている 1-2)。本研究では、水熱合成法により、HF を含有させて各種 RF

樹脂光触媒を水熱合成法によって合成し、こ

れらを用いて、可視光の照射下での H2Oと O2

からの H2O2合成、および VOCの光分解反応

について検討を行った。 

H2Oと O2を原料とした各種 RF樹脂光触媒

上での H2O2の生成量を Fig.1に示す。NH3共

存下で作製した RF(NH3)樹脂と比べて、HF共

存下で作製した RF(HF)樹脂が高い光触媒反

応活性を示すことがわかった。本発表では、

RF 光触媒上でのギ酸の分解反応についても

検討したので併せて報告する。 
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Fig.1 RF(NaF), RF(NH3), RF(HF)

光触媒上でのH2O2生成
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